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Плазменные установки осаждения из газовой фазы углеродных и алмазных пленок 

полезны для получения интегральных датчиков излучения и температуры. 

Алмазное покрытие обычно создают на кремниевой подложке. Для улучшения адгезии и 

контроля ориентации кристаллов в процессе осаждения из газовой фазы необходимо создать 

первый затравочный слой (засев). От качества засева зависит качество получаемой пленки. 

Обычно слой получают осаждением наноразмерных частиц в ультразвуковой ванне или 

путём нанесения на поверхность и последующего высушивания коллоидного расствора с 

частицами. Недостаток данных методов состоит в неоднородности (наличии рельефа) 

получаемого затравочного слоя.  

В предлагаемой работе затравочные пленки были получены оригинальным методом 

вертикального осаждения наночастиц коллоидного раствора наноуглерода в этаноле [1] на 

кремниевые подложки. Данный метод позволяет получить более однородный завсев. Для 

проверки устойчивости засева образцы помещались в микроволновый плазменный факел. 

Особенностью используемой установки является то, что факел создается при атмосферном 

давлении, что позволяет иметь большую плотность активных частиц в газовой фазе в объеме 

факела, высокую газовую температуры и большую величину потока частиц на поверхность 

подложки [2]. Все эти факторы могут негативно повлиять на начальный засев и 

последующий рост слоев.  

В работе сравнивается профиль поверхности кремниевых подложек, засеянных методами, 

указанными ранее, которые были обработаны факелом при различной температуре, потоке и 

концентрации исходных газов. Получено пространнственное распределение газовых и 

электронных температур в микроволновом факеле с помощью оптической эмиссионной 

спектроскопии вдоль главной оси факела. Определена температура поверхности кремниевой 

подложки помещенной в различные зоны факела с помощью ИК пирометрии. 

Предварительные результаты исследования показывают потенциальную возможность 

использования метода засева [1] для роста алмазоподобных и углеродных пленок.  
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